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Abstract (en)
Silicon-steel slab contg. C (0.01-0.08 wt.%), Si (3.1-4.5 wt.%), sol. Al (0.005-0.06 wt.%), Mo (0.003-0.1 wt.%) and S and/or Se (0.005-0.1 wt.%
in all) is heat-treated at 1270 deg.C or above, the ignition loss upon heating being 2.7-5.0%; hot-rolled; continuously annealed at 950-1200 deg.C
and rapidly cooled, cold-rolled at 250-400 deg.C, the redn. ratio during cold-rolling being 80-90%; and then subjected to conventional prim. re-
crystallisation annealing with decarburisation followed by second re-crystallisation finish-annealing.

Abstract (fr)
Le matériau renferme une grande quantité de silicium, entre 3,1 et 4,5%. En tant qu'inhibiteur, on emploie un mélange d'une petite quantité de A et
une trace de S ou Se de concert avec du Mo. De plus, un traitement thermique de la brame est effectué à une température supérieure à 1270oC
jusqu'à ce que la perte au feu lors du chauffage soit comprise entre 2,7 et 5%, l'inhibiteur étant ainsi dissocié de manière satisfaisante et transformé
en une solution solide. L'effet de suppression de la croissance des grains de recristallisation primaire lors du recuit de recristallisation secondaire
est ainsi remarquablement amplifié, et le développement des grains de recristallisation secondaire de l'orientation AB110 BD <001> est facilité. Une
texture de recristalliation secondaire est alors formée qui est profondément orientée dans la direction AB110 BD <001>, permettant ainsi une densité
de flux magnétique accrue et une perte par courant parasite réduite, ainsi qu'une prévention efficace du criquage lors du laminage à chaud après
traitement thermique, d'où des caractéristiques magnétiques et desurface améliorées.
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